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SILIZIUMWAFERN

Um nach dem Behandeln wafer-férmiger Gegensténde
(2), vornehmlich von Siliziumwafern, mit einem Behand-
lungsmedium, vorzugsweise mit einem Atzfluid, auf der
Unterseite des Gegenstandes (2), d.i. die dem Trager (1)
fir den Gegenstand (2) zugekehrte Seite, in deren Randbe-
reich anhaftende Reste von Behandlungsfluid zu entfernen,
ist eine Duse (20) vorgesehen, aus der eine Spilflissigkeit,
vorzugsweise deionisiertes Wasser, zwischen den Trager
(1) und den wafer-férmigen Gegenstand (2) eingespritzt
werden kann. Die abhangig vom Druck, mit dem die Spiil-
flissigkeit aus der Dlse (20) austritt und der Ausrichtung
der Dise (20) gegeniiber dem scheibenférmigen Gegen-
stand (2) mehr oder weniger weit eindringende Spiilfliissig-
keit wird durch das Drehen des scheibenférmigen Gegen-
standes (2) wieder abgeschleudert und nimmt dabei Reste
an Behandlungsmedium mit. Fur eine optimale Wirkung
kann die Ausrichtung der Duse (20) gegeniiber dem Rand
(16) des scheibenférmigen Gegenstandes (2) verandert
werden.
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Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Behandeln wafer-formiger Gegensténde, insbeson-
dere von Siliziumwafern, mit einem Trager, der um seine Achse gemeinsam mit dem an inm gehal-
tenen Gegenstand drehbar ist, und mit einer oberhalb der Ebene der dem Gegenstand zugekehr-
ten Flache des Tragers angeordneten, zu dieser Ebene geneigten Dise fur Spulfiissigkeit.

Wafer-formige Gegensténde, vornehmlich Siliziumwafer, werden bei ihrer Behandlung, z.B.
beim Atzen, auf Tragem gehalten und durch diese Trager in Drehung versetzt, wahrend mit dem
Atzmedium behandelt und nach der Behandlung, z.B. nach dem Atzen mit einer Spulflissigkeit,
z.B. Wasser, gespuit wird.

Es hat sich herausgestellt, dai insbesondere im Bereich des Aulenrandes der dem Trager zu-
gekehrten Unterseite des Gegenstandes auch nach dem Spilen mit auf die vom Tréger abgewen-
dete (Ober-) Seite des Gegenstandes aufgebrachtem Wasser, vornehmlich deionisiertem Wasser,
noch Reste von Behandlungsmedium, insbesondere von Atzfluid, verbleiben, was unerwiinscht ist.

Aus der EP 0 753 884 A ist eine Anordnung zum Behandeln von Wafern bekannt, die zwei
Dusen aufweist. Aus einer mittig Uber dem Wafer angeordneten Duse wird eine wéasserige Am-
moniaklésung als Waschflissigkeit aufgebracht. Nach dem Waschen mit der aus dieser Duse
aufgebrachten Waschflussigkeit wird auf den Wafer von einer auBerhalb des Randes des Wafers
und Uber dem Wafer angeordneten, zu diesem geneigten Duse reines Wasser aufgespriht, wah-
rend der Wafer mit hoher Drehzahl gedreht wird. Das aus dieser Duse aus dem Wafer aufge-
sprihte Wasser dringt nicht zwischen der dem Wafer zugekehrten Flache des Tragers und dem
Randbereich der Unterseite des Wafers ein.

Aus der US 5 608 943 A ist eine Anordnung zum Behandeln von Wafern bekannt, bei welcher
der Wafer, wahrend er auf einem Trager gehalten wird, mit Hilfe einer Duse in seinem Randbereich
der Unterseite mit Waschflussigkeit beaufschlagt wird. Auch bei der US 5 608 943 A dringt Spul-
flussigkeit nicht zwischen die dem Wafer zugekehrte Flache des Tragers und dem Rand der Unter-
seite des Wafers ein.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Anordnung der eingangs genannten Gattung
zur Verfugung zu stellen, mit der Reste von Behandlungsmedium, insbesondere von Atzfluid, auch
im Bereich des Randes des Gegenstandes auf seiner dem Trager zugekehrten Unterseite zuver-
lassig entfernt werden kénnen.

Gelost wird diese Aufgabe mit einer Anordnung der eingangs genannten Gattung dadurch, daf}
die Achse der Mundung der Dise auf den Randbereich des Gegenstandes gerichtet ist, um aus
der Duse Spulflissigkeit auf den Randbereich der Oberseite des Gegenstandes und zwischen die
Flache des Tragers, die dem Gegenstand zugekehrte ist, und dem Randbereich der Unterseite des
Gegenstandes zu spritzen.

Mit der erfindungsgemaRen Anordnung wird der wafer-formige Gegenstand, vorzugsweise der
Siliziumwafer, nach dem Atzen und Unteratzen (Atzen im Bereich des AuRenrandes der dem Tra-
ger zugewendeten Seite) mit der Duse der Randbereich mit Spulflissigkeit, vorzugsweise deioni-
siertem Wasser, bespritzt. Je nach Ausrichtung der Duse und dem Druck des Strahles der Spul-
flussigkeit dringt die Spulflussigkeit mehr oder weniger weit zwischen den Gegenstand und den
Trager ein, wird kurz darauf wegen des Drehens des Gegenstandes wieder abgeschleudert und
nimmt dabei Reste von Behandlungsmedium, insbesondere von Atzfluid, z.B. Séurereste, mit.

In einer Ausfuhrungsform der erfindungsgemé&Ren Anordnung ist vorgesehen, dal die Duse re-
lativ zum Trager verstellbar ist. Diese Ausfuhrungsform erlaubt es, die Duse so auszurichten, dal®
der angestrebte Effekt optimal erreicht wird. Dabei kann gemaR einem Vorschlag der Erfindung
vorgesehen sein, daf die Duse in ihrer Langsrichtung beweglich gehaliten ist. So kann der Abstand
der Dise vom Trager und dem an ihm gehaltenen Gegenstand so eingestelit werden, dal} Spui-
flussigkeit im jeweils gewtnschten AusmaR zwischen den Gegenstand und den Trager eindringt.

GemaR einer bevorzugten Ausfithrungsform der Erfindung ist vorgesehen, daRl die Duse
schwenkbar gehalten ist. Aufgrund dieser Ausfuhrungsform kann die DUse wahrend des Splilvor-
ganges oszillierende Bewegungen ausfihren, so daf die Spulwirkung weiter verbessert wird.

Die Anordnung gemaR der Erfindung kann sich auch dadurch auszeichnen, daf} die Duse aus
einer Stellung, in der sie in einer Radialebene, die durch die Achse des Tragers geht, liegt, bis in
eine zum Rand des Gegenstandes angenahert tangentiale Lage verschwenkbar ist. Diese Ausfih-
rungsform der erfindungsgemaBen Anordnung erlaubt es, die Ausrichtung der Duse wahrend des
Spilvorganges zu verandern, oder in einer fur den jeweiligen Splilvorgang optimale Stellung
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auszurichten.

Eine besonders gute Spuiwirkung wird erreicht, wenn gemaB einer Ausfuhrungsform der Erfin-
dung vorgesehen ist, da} die Mundung der Diise in ihrer dem Rand des Gegenstandes zugeord-
neten Stellung unmittelbar neben dem Rand des Gegenstandes angeordnet ist.

Bevorzugt ist es im Rahmen der Erfindung, dal die Achse der Mtndung der Dise mit der dem
Gegenstand zugekehrten Flache des Trégers einen spitzen Winkel einschiielt. Bei dieser Ausrich-
tung der Diise wird das angestrebte Untersplilen des Randbereiches des Gegenstandes beson-
ders gut erreicht.

Schlielllich ist eine Ausfihrungsform der erfindungsgeméfien Anordnung dadurch gekenn-
zeichnet, dal die Achse der Miindung der Duse mit einer durch die Mundung der Duse und die
Achse des Tragers gehenden Radialebene einen spitzen Winkel einschlieft. Diese Ausfiihrungs-
form der erfindungsgemafRen Anordnung erlaubt es, das erfindungsgemafR angestrebte Spiilen des
Randbereiches der Unterseite des Gegenstandes besonders zuverlassig zu erreichen.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der erfindungsgemaRen Anordnung ergeben sich aus der
nachstehenden Beschreibung des in der Zeichnung schematisch wiedergegebenen Ausfilhrungs-
beispiels.

Es zeigt: Fig. 1 in Draufsicht einen Trager mit auf ihm angeordneten, wafer-férmigen Gegen-
stand und eine Duse fur Spulflussigkeit, Fig. 2 in Seitenansicht einen Trager mit auf ihm angeord-
netem, wafer-férmigen Gegenstand und die Duse von Fig. 1 und Fig. 3 in vergréfRerter Darstellung
eine Einzelheit von Fig. 2.

Wie in Fig. 1 gezeigt, ist einem Trager 1, auf dem ein Gegenstand 2 festgehalten wird, eine Di-
se 20 zugeordnet, deren Mundung 21 durch Verstellen der Duse 20 in Richtung des Doppelpfeiles
22 neben dem Aufenrand 16 des wafer-fsrmigen Gegenstandes 2 ausgerichtet wird. Der wafer-
férmige Gegenstand wird am Trager 1 entweder durch das Bernoulli-Prinzip festgehalten und seit-
lich durch Zapfen 7 gestiitzt oder er wird durch Unterdruck am Trager 1 festgehalten.

Aus der Duse 20 aufgebrachte Spilfiissigkeit, z.B. deionisiertes Wasser, trifft auf die Flache 5
des Tragers 1 und dringt zwischen den wafer-fésrmigen Gegenstand 2 und die diesem zugekehrte
Flache 5 des Tragers 1 ein. Das AusmaR des Eindringens von Spiilflussigkeit hangt von dem
Druck ab, mit dem Spilfiissigkeit aus der Duse 20 austritt und kann zusatzlich durch Verandern
des Winkels vy, den die Diuse 20 bzw. ihre Miindung 21 mit einer Radialebene 25 einschlielt, einge-
stellt werden. Uberdies ist fir das Ausmaf des Eindringens von Spulflussigkeit auch der Winkel o
zwischen der Dusenmiindung 21, also dem Spillflussigkeitsstrahl und der Fléche 5 des Trégers 1
malgeblich.

Mit aus der in den Fig. 1 und 2 dargesteliten, dem Trager 1 zugeordneten Dise 20 ausge-
brachtem Sptimedium kénnen nach dem Atzen und Unteratzen des wafer-formigen Gegenstandes
2 (z.B. des Silizium-Wafers) Reste von Behandlungsmedium, insbesondere von Atzfluid, z.B. Sau-
rereste, vom Randbereich der Unterseite des Gegenstandes 2 wirksam entfernt werden.

Die Diise 20 kann, wahrend aus ihr Spulfliussigkeit ausgespritzt wird, u.a. in Richtung des Dop-
pelpfeiles 22 oszilierende Bewegungen ausfiihren, um die Spulwirkung zu verbessern. Auch der
Winkel y, den die Duse 20 bzw. die Achse ihrer Mindung 21 mit einer Radialebene 25 einschlieft,
und/oder der Winkel «, den die Achse der Dusenmiindung 21 mit der Ebene des Gegenstandes 2
einschlieRt, kann verandert werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Eine einmal gewahite
Einstellung der Winkel « und y kann beibehalten oder wahrend eines Spuivorganges (periodisch)
verandert werden.

Die aus der Duse 20 aufgebrachte Spiilfiissigkeit, vorzugsweise deionisiertes Wasser, dringt
wie oben beschrieben, je nach dem Druck der Spiilflissigkeit und der Ausrichtung der Duse 20
mehr oder weniger weit zwischen den Gegenstand 2 und die ihm zugekehrte Flache 5 des Tragers
1 ein und wird, bedingt durch das Drehen des Tragers 1 und damit des Gegenstandes 2, um die
Achse des Tragers 1, wieder abgeschleudert, wobei sie an der Unterseite des scheibenformigen
Gegenstandes 2 allenfalls noch anhaftende Reste von Behandlungsmedium, insbesondere von
Atzfiuid, z.B. Saurereste mitnimmt. Dies ist in Fig. 3 schematisch dargestellt.
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PATENTANSPRUCHE:

Anordnung zum Behandeln wafer-férmiger Gegensténde (2), insbesondere von Silizium-
wafern, mit einem Trager (1), der um seine Achse gemeinsam mit dem an ihm gehaltenen
Gegenstand (2) drehbar ist, und mit einer oberhalb der Ebene der dem Gegenstand (2) zu-
gekehrten Flache (5) des Tragers (1) angeordneten, zu dieser Ebene geneigten Dlse (20)
fur Spulflussigkeit, dadurch gekennzeichnet, dald die Achse der Mindung (21) der Duse
(20) auf den Randbereich des Gegenstandes (2) gerichtet ist, um aus der Duse Spulflus-
sigkeit auf den Randbereich der Oberseite des Gegenstandes (2) und zwischen die Flache
(5) des Tragers (1), die dem Gegenstand (2) zugekehrt ist, und dem Randbereich der Un-
terseite des Gegenstandes (2) zu spritzen.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal die Duse (20) relativ zum Tra-
ger (1) verstellbar ist.

Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf} die Duse (20) in ihrer Langs-
richtung (Pfeil 22) beweglich gehalten ist.

Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dall die Duse
{20) schwenkbar gehalten ist.

Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf die Duse
(20) aus einer Stellung, in der sie in einer Radialebene (25), die durch die Achse des Tra-
gers (1) geht, liegt, bis in eine zum Rand (16) des Gegenstandes (2) angenahert tangenti-
ale Lage verschwenkbar ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dai die Mundung
(21) der Duse (20) in ihrer dem Rand (16) des Gegenstandes (2) zugeordneten Stellung
unmittelbar neben dem Rand (16) des Gegenstandes (2) angeordnet ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, da} die Achse
der Mindung (21) der Dise (20) mit der dem Gegenstand (2) zugekehrten Fiache (5) des
Tragers (1) einen spitzen Winkel (a) einschlieft.

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dal} die Achse
der Mundung (21) der Duse (20) mit einer durch die Mundung (21) der Duse (20) und die
Achse des Tragers (1) gehenden Radialebene (25) einen spitzen Winkel (y) einschlief3t.

HIEZU 2 BLATT ZEICHNUNGEN
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